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Tööstress on pingeseisund, mille on põhjustanud tööl esinevad stressorid. 
Tööstressi võivad põhjustada mitmed erinevad töökohal esinevad stressorid sh 
tehnikaga seotud stressorid. Kui tööstressi põhjustavad tehnikaga, tööl 
kasutatavate uute tehnoloogiatega seotud stressorid, siis on tegemist 
tehnostressiga. 

Tehnostressi test on psühhomeetriline test, mis koosneb 64-st väitest. 
Vastamisel saab testi täitja kasutada Likert-tüüpi 6-pallist sundvaliku skaalat, 
milles 1-pall on “Kindlasti ei ole pingeallikaks” ja 6-palli on “Kindlasti on 
pingeallikas” või sagedusskaalat, millel 1-pall on “Mitte kunagi, väga harva” ja 
6-palli on “Väga sageli, alati”. 

Faktoranalüüsi alusel moodustusid Tehnostressi testi 11 faktorit:  

• Faktor 1: Tehnoloogia seotud pingeallikad tööl (11 väidet); 
• Faktor 2: Arvutiga seotud pisistressorid (ingl. k. hassles) (16 väidet);  
• Reaktsiooonid tehnostressile:  

o Faktor 3: Emotsionaalsed reaktsioonid (5  väidet);  
o Faktor 4: Psühholoogilised reaktsioonid (6 väidet);  
o Faktor 5: Käitumuslikud reaktsioonid (4 väidet);  

• Tehnostressorid:  
o Faktor 6: Tehno-ülekoormus (4 väidet);  
o Faktor 7: Tehno-invasioon (4 väidet);  
o Faktor 8: Tehno-keerukus (4 väidet);  
o Faktor 9: Tehno-ebaturvalisus (4 väidet);  
o Faktor 10: Tehno-ebakindlus (4 väidet);  
o Faktor 11: Produktiivsus (4 väidet). 

Näited Tehnostressi testis esitatud väidetest. Pingeallikad: “Tehnoloogia 
muutub liiga palju ja liiga kiiresti” või “Muutunud suhtlusviisid suhtluses 
kolleegide ja ülemustega” või “Töö ebakindlus – tehnoloogia võib hakata 
inimest tööl asendama”; Arvutiga seotud pisistressorid: “Aeglane internet “ või 
“Vajadus uut tarkvara kasutama õppida” või “Aeglane arvuti”; Emotsionaalsed 
reaktsioonid tehnostressile: “Negatiivsed emotsioonid” või “Kannatlikkuse 
kaotamine”; Tehnostressorid: “Tehnoloogia sunnib mind kiiremini töötama” või 
“Tehnoloogia tõttu olen sunnitud tööasjadega tegelema isegi puhkuse ajal” või 
“Tarkvaras, mida meie organisatsioon kasutab, on pidevaid muutuseid”. 

TEOREETILINE TAUST 

Stressi põhjustab vilets sobivus inimese ja töö vahel, meie rollikonfliktid 
tööalaste ja väljaspool tööd täidetavate rollide vahel ja meie ebapiisav kontroll 
meie töö ja elu üle. Stress on põhjustatud paljude stressorite koostoimest 
(European Commission, 1999). 
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Tööstress on kogum emotsionaalseid, kognitiivseid, käitumuslikke ja 
füsioloogilisi reaktsioone, mida kutsuvad esile töö sisu, töökorraldus ja 
töökeskkonnas erinevad faktorid (European Commission, Directorate-General 
for Employment and Social Affairs, 1999). Tehnostress on tööstressi liik, 
kusjuures stressi põhjustavateks pingeallikateks on tööl kasutatav tehnika 
ja/või tehnoloogia. 

Kiire infotehnoloogia (IT) arenguga on kaasnenud suurem tööstress ning piiride 
hägustamine tööelu ning elu teiste aspektide vahel (Millard, 1999).  

Stress on töötaja mitteadekvaatne vastureaktsioon töötaja abituse 
kogemusele, mis on tekkinud töötaja suutmatusest täita talle esitatavad 
tehnika-tehnoloogia kasutamisest tulenevaid nõudmisi (Trafadar, Tu, Ragu-
Nathan, & Ragu-Nathan, 2007). Stress on töötaja vastureaktsioon 
töökeskkonnast tulenevatele tema jaoks liiga suurtele nõuetele (Cooper, Dewe, 
& O'Driscoll, 2001). Stressi põhjustab töötaja võimetus toime tulla tööalastele 
tehnika (sh arvuti) või tehnoloogiate kasutamise nõuetele (Ragu-Nathan et al., 
2008). Uuringud näitavad, et tööstressi tõttu tekkivad kulutused on 5–10% 
SKP-st (Cooper, 2006). 

Tafdar ja tema kolleegid (2011) on loonud enim tsiteeritud tehnostressi 
kontseptsiooni. Selle kontseptsiooni järgselt on viis erinevat tehnostressi 
põhjustajat: (1) Tehno-ülekoormus kirjeldab olukordi, kus tehnika või 
tehnoloogia sunnib kasutajaid töötama kiiremini ja kauem; (2) Tehno-invasioon 
kirjeldab olukordi, kus kasutajad on kättesaadavad 24/7 ja töötajad tunnevad, 
et peavad olema pidevalt "ühendatud" ning seetõttu on hägustunud piirid tööelu 
ja isikliku elu vahel; (3) Tehno-keerukus kirjeldab juhtumeid, kus töötaja jaoks 
liialt keerukus tehnika või tehnoloogia sunnib kasutajat tundma iseennast 
alaväärtuslikuna ja oma ebapiisavate oskuste tõttu sunnib töötajat kulutama 
aega ja vaeva õppimisele; (4) Tehno-ebaturvalisus on seotud olukordadega, 
kus kasutajad tajuvad ohtu kaotada oma töökoht, kuna robotid teevad nende 
tööd kiiremini ja paremini või töötajale tundub, et tema töökaaslased mõistavad 
ja suudavad kasutada tehnoloogiat temast paremini; (5) Tehno-ebakindlus 
viitab, et pidevad muutused ja uuendused uute tehnoloogiate kasutusevõtmisel 
tekitavad tasakaalutust ja ebakindlust ning töötajad muretsevad lakkamatu 
õppimise ja enda harimise vajaduse pärast. 

Järgides tööstressi teoreetilisi kontseptsioone, leidsime, et tuginedes Tafdar ja 
tema kolleegide tehnostressi käsitlusele saab meie Tehnostressi testis k’sitleda 
viit olulist faktorit, so kahte tehnostressoreid käsitlevat faktorit: (1) Tehnoloogia 
seotud pingeallikad tööl (2) Arvutiga seotud pisistressorid (ingl. k. hassles) ning 
kolme faktorit, mis kirjeldavad töötaja reaktsioone tehnostressile: 
(3) Emotsionaalsed reaktsioonid; (4) Psühholoogilised reaktsioonid; 
(5) Käitumuslikud reaktsioonid. 

TESTI VALIDEERIMINE 
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TESTI SEESMISED KORRELATSIOONID 

Testi seesmised korrelatsioonid on esitatud alljärgnevas tabelis. 
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Tabel. Tehnostressi testi seesmised korrelatsioonid (seosed) (N =623) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Tehnoloogia seotud pingeallikad tööl  1            

2. Arvutiga seotud pisistressorid  0.59 1           

3. Emotsionaalsed reaktsioonid  0.41 0.45 1          

4. Psühholoogilised reaktsioonid  0.56 0.58 0.68 1         

5. Käitumuslikud reaktsioonid  0.37 0.38 0.49 0.56 1        

6. Tehno-ülekoormus  0.53 0.49 0.51 0.63 0.48 1       

7. Tehno-invasioon  0.40 0.40 0.43 0.46 0.43 0.58 1      

8. Tehno-keerukus 0.41 0.44 0.48 0.57 0.37 0.56 0.62 1     

9. Tehno-ebaturvalisus  0.40 0.44 0.52 0.59 0.46 0.62 0.62 0.75 1    

10. Tehno-ebakindlus  0.37 0.31 0.36 0.44 0.44 0.51 0.43 0.43 0.52 1   

11. Produktiivsus  0.30 0.19 0.28 0.32 0.44 0.42 0.27 0.24 0.29 0.55 1  

12. Tehnostress (üldine) 0.53 0.49 0.56 0.65 0.58 0.80 0.77 0.78 0.82 0.75 0.63 1 

Kõik tabelis esitatud korrelatsioonid (seosed) on statistiliselt olulised (p < 0 .05) 
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TESTI RELIABIILSUS 

Tehnostressi testi seesmist reliabiilsust näitav Cronbach-α indeks, ehk alfa 

koefitsient oli 0.97; faktorit indeks oli vahemikus 0.89 kuni 0.97 (vt alljärgnevas 

tablis).  

Table. Tehnostressi testi reliabiilsuse statistika (N =623) 

Faktorid Küsimuste arv Cronbach-α* 

1. Tehnoloogia seotud pingeallikad tööl  11 0.92 

2. Arvutiga seotud pisistressorid  16 0.93 

3. Emotsionaalsed reaktsioonid  5 0.89 

4. Psühholoogilised reaktsioonid  6 0.90 

5. Käitumuslikud reaktsioonid  4 0.81 

6. Tehno-ülekoormus  5 0.94 

7. Tehno-invasioon  4 0.90 

8. Tehno-keerukus 4 0.92 

9. Tehno-ebaturvalisus  4 0.97 

10. Tehno-ebakindlus  4 0.96 

11. Produktiivsus  4 0.94 

* Laialdaselt on aktsepteeritud, et Cronbach-α indeks (koefitsient alfa) loetakse 

standardiks alates 0.70 (Nunnally, 1978). 

EESTI NORMID 

Tehnostressi testi Eesti normid on esitatud alljärgnevas tabelis. Eesti normid 

põhinevad kokku 402 töötaja testi keskmistest tulemustest. Viidi läbi kaks 

erinevat uuringut: (1) üldine töötajate uuring (EST, N=281); (2) Õdede uuring 

(N=121). 
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Tabel. Tehnostressi testi Eestis läbiviidud uuringute tulemuste kirjeldav 

statistika (N=402) 

Vastuste skaala: 1-pall on “Kindlasti ei ole pingeallikaks” ja 6-palli on “Kindlasti 

on pingeallikas” või sagedusskaalat, millel 1-pall on “Mitte kunagi, väga harva” 

ja 6-palli on “Väga sageli, alati”. 

Faktorid ÕED (N=121) EST (N=281) 

M SD M SD 

1. Tehnoloogia seotud pingeallikad tööl  2.85*** 0.98 3.23 0.89 

2. Arvutiga seotud pisistressorid  2.76* 0.82 3.01 0.89 

3. Emotsionaalsed reaktsioonid  1.92 0.84 1.90 0.89 

4. Psühholoogilised reaktsioonid  1.95*** 0.77 2.45 0.94 

5. Käitumuslikud reaktsioonid  1.71*** 0.72 2.23 0.90 

6. Tehno-ülekoormus  2.32*** 0.98 2.69 1.09 

7. Tehno-invasioon  2.06*** 1.18 2.60 1.23 

8. Tehno-keerukus 1.69*** 1.24 2.33 1.20 

9. Tehno-ebaturvalisus  1.78 1.00 1.98 1.03 

10.Tehno-ebakindlus  2.62 1.09 2.70 1.25 

11. Produktiivsus  2.31*** 1.24 3.13 1.57 

Tabelis esitatud elukutsete gruppe on võrreldud EST grupi tulemusega kui 

normiga. Statistiliselt oluline erinevus EST grupi tulemusest: *  p < 0.05; 

** p < 0.01; ***p < 0.001. 

POOLA NORMID 

Tehnostressi testi Poola normid on esitatud alljärgnevas tabelis ja põhinevad 

186 töötaja uuringul. 

Tabel. Tehnostressi testi Poolas läbiviidud uuringute tulemuste kirjeldav 

statistika (N=186) 

Vastuste skaala: 1-pall on “Kindlasti ei ole pingeallikaks” ja 6-palli on “Kindlasti 

on pingeallikas” või sagedusskaalat, millel 1-pall on “Mitte kunagi, väga harva” 

ja 6-palli on “Väga sageli, alati”. 

Faktorid M SD 

1. Tehnoloogia seotud pingeallikad tööl  3.59 1.00 

2. Arvutiga seotud pisistressorid  3.32 1.02 

3. Emotsionaalsed reaktsioonid  2.51 1.10 

4. Psühholoogilised reaktsioonid  3.01 1.16 

5. Käitumuslikud reaktsioonid  3.19 1.09 

6. Tehno-ülekoormus  3.31 1.20 

7. Tehno-invasioon  3.20 1.22 

8. Tehno-keerukus 2.88 1.46 

9. Tehno-ebaturvalisus  2.98 1.22 

10.Tehno-ebakindlus  3.15 1.23 

11. Produktiivsus  3.74 1.31 
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TEHNOSTRESSI ning TÖÖ TULEMUSLIKKUSE VAHELISED 
KORRELATSIOONID (SEOSED) 

Tehnostressi testi ning Töö tajutud tulemuslikkuse testi vaheline reliabiilsus so 

Cronbach-α indeks (koefitsient alfa) oli 0.94. 

Tabel. Tehnostressi testi ja Töö tajutud tulemuslikkuse testi omavahelised 

korrelatsioonid (seosed)  (N = 623) 

Tehnostress Töö tajutud tulemuslikkus 

1. Tehnoloogia seotud pingeallikad tööl  -0.15 

2. Arvutiga seotud pisistressorid  -0.19* 

3. Emotsionaalsed reaktsioonid  -0.23* 

4. Psühholoogilised reaktsioonid  -0.25* 

5. Käitumuslikud reaktsioonid  -0.15 

6. Tehno-ülekoormus  -0.04 

7. Tehno-invasioon  -0.29* 

8. Tehno-keerukus -0.16 

9. Tehno-ebaturvalisus  -0.10 

10.Tehno-ebakindlus  -0.15 

11. Produktiivsus  -0.23* 

Kõik korrelatsioonid on negatiivsed. 

* Statistiliselt olulised korrelatsioonid (p < 0 .05) 
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